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확장형 히든마코브모델을 이용한

산화막 플라즈마 식각공정의 식각종료점 검출방법
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본 논문에서는 확장된 히든마코브모델을 이용하여 플라즈마 식각공정에서 식각종료검출을

위한 방법을 연구하였다 플라즈마 식각장비는 유도성 결합플라즈마 시스템을 사용하였으며. ,
종료점 검출을 위해 식각공정이 진행됨에 따른 플라즈마의 상태를 확인할 수 있는 광학 방사

분광기 를 사용하였다 식각이 진행되는 동안 여기되는 입자(Optical Emission Spectroscopy: OES) .
들은 특정한 재료에 해당하는 파장에서 빛을 방출한다 플라즈마상태에서 여기되는 원자와 분.
자들에 의해서 방출되는 빛은 를 통해 식각되는 물질을 확인하기 위해서 특별한 파장의OES
빛을 선택하여 분석한다 본 논문에서는 확장된 히든마코브모델을 이용해 산화물이 식각될 때.
방출하는 고유한 파장의 빛을 분석하여 식각이 종료되는 시점을 찾는 연구를 하였다 제안된.
확장형 히든마코브 모델은 세미마코브모델과 분절특징 히든마코브모델을 결합한 것으로 확률- ,
적 통계기법을 통해 종료시점을 찾아내는 방법이다 를 통해 얻은 데이터는 식각 종료가. OES
일어나기 전의 파장의 상태와 식각이 종료된 후의 파장의 상태로 구분되어지는데 식각종료시,
점에서 파장의 상태가 변화하며 이를 감지하여 식각종료점을 검출한다 분절특징 히든마코브.
모델을 이용하여 식각종료시점 전후의 파장의 상태를 모델링 하였으며 일반적인 마코브 모델,
의 특정상태가 유지될 시간의 확률을 변형된 세미 마코브 모델을 이용하여 를 통해 얻은- OES
데이터 내에서 식각 종료가 일어나기 전의 상태가 유지될 수 있는 확률을 모델링 하였다 실험을.
통해 얻어진 개의 데이터중 개를 학습을 위해 사용하여 모델링을 하였고 나머지 개의 데이터6 4 2
를 검증을 위해 사용한 결과 확장형 히든마코브모델의 식각종료시점검출에 있어 뛰어난 정확,
성과 우수성을 증명하였다.
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